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Abstract The Quantum catalyst has been discussed to put on development stage with emphasizing both 
on dispersion technologies for strong aggregation particle and on design catalysis synthesis system with 
“Nano-Sonic mill" key equipment. It has b巴ensuccessfully examined that the Quantum catalyst is 
synthesized by newly proposing synthesis system to achieve more than five times photo catalyst reaction 
velocity that of the most effective existing 7nmゆ titaniumoxide photo catalyst in ultraviolet radiation 
environment. This key equipmentフNano-Sonic，is simultaneously facilitated both with supercritical fluid 
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の場合 4.41、モノレ比 10-2の場合 4.11と計測され、光触媒活
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第2物質/酸化チタン mol比
図2.1正規化反応速度定数 VS.第2物質/酸化チタン mol比
Fig.2.1 Normalized reaction velocity vs. molar ration the 






イント 3.06、第2回4.27、第 3回 3.06、第4回4.06、第 5回
4.41、第 6回 4.67、第 7回 4.41と、正規化反応速度定数値
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図2.2正規化反応速度定数の時系列特性
Fig.2.1 Normalized reaction velocity time s巴rial
characteristics 
65 




























































30分 139nm，40分 166nm，50分 132nm，60分 125nmとなる。
酸化チタンスラリ 5.0w%の場合も、 2.5w%と同様に、撹枠
に伴い平均粒径が単調に減少し、撹枠 10分 168nm，20分
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図3.3 平均粒径 vs.処理時間特性
Fig. 3.3 Average particle size vs. stirring time 
?? ?




(a) 60minute stirring (b) 120minute stirring 
図3.4S TR讃枠散乱強度分布と累積特性
Fig. 3.4 Scattering intensity and cumu1ative distribution， 
at 60(a) and 120 minute STR stirring (b). 
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? ? ?
(a)60minute stirring (b)120minute stirring 
図3.5BM撹枠散乱強度分布と累積特性
Fig. 3.5 Scattering inten自ityand cumu1ative distribution， 
at 60(a) and 120 minute BM stirring (b). 
???????
(a)60minute stirring (b)120minute stirring 
図3.6HG援枠散乱強度分布と累積特性
Fig. 3.6 Scattering intensity and cumu1ative distribution. 






(a)60minute stirring (b)120minute stirring 
図3.7NS撹枠散乱強度分布と累積特性
Fig. 3.7 Scattering intensity and cumu1ative distribution. 
at 60(a) and 120 minute NS stirring (b). 
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る特徴を有する。 5個のローカルピーク、撹拝時間 20分の極
大 443nm、70分の極小 302nm、80分の極大 322nm，100分
の極小 298nm，110分の極大、が存在し、最大p巴akto p巴ak
f直は 145nmとなっているO
図示するように、 BM撹梓 10分近傍までは、 STR撹枠時と
同様に、平均粒径が 391nmまで順調に減少する。 BM撹枠













図 3.3 ~こHG曲線で示すように、 HG撹枠の平均粒径は、
撹持 10分までに 179nmと順調にj成少する。さらに、撹持を継
続すると、撹枠 40分に 123nm，50分に 130nm，80分に
103nm，90分に 155nmの 4個のローカルピークが現れ、 peak















図 3.7(a)と (b)に示すように、 NS撹梓の散乱強度分布
は、 60分と 120分共に、単峰性特性を呈する。しかし、 NS撹
祥 60分の散乱強度分布累積 50%(メディアン値)の粒径が
139nmと計測でき、その平均粒径はメデ、イアン値の 139%の
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Fig.4 Elevation view of the key equipment，“Nano-sonic mill NSM-O.1C" ， inthe 
quntum catalyst synthesis system 
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